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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（４）で表されるスクアリリウム化合物からなる色調補正剤。
【化１】

（式中、Ｒ18及びＲ19は、トリフルオロメタン基又はメトキシ基を表し、Ｙ5

及びＹ6は、炭素数１～１８のアルキル基を表す。）
【請求項２】
　請求項１に記載の色調補正剤の少なくとも一種を含有してなる光学フィルター。
【請求項３】
　画像表示装置又は照明装置に使用されることを特徴とする請求項２に記載の光学フィル
ター。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定の構造を有するスクアリリウム化合物からなる色調補正剤、当該色調補
正剤として特に好適な新規スクアリリウム化合物及び当該色調補正剤を含有してなる光学
フィルターに関する。該光学フィルターは、特に、画像表示装置及び照明装置用の光学フ
ィルターとして有用である。
【背景技術】
【０００２】
　特定の光に対して強度の大きい吸収を有する化合物は、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ
＋Ｒ、青色レーザ記録ディスク等の光学記録媒体の記録層や、液晶表示装置（ＬＣＤ）、
プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬ
Ｄ）、陰極管表示装置（ＣＲＴ）、蛍光表示管、電界放射型ディスプレイ等の画像表示装
置、ＣＣＤイメージセンサ、ＣＭＯＳイメージセンサ、ＬＥＤ照明等の色調補正剤として
用いられている。
【０００３】
　色調補正剤には、求められる波長領域光を選択的に吸収する光吸収特性、フィルターや
フィルムとして加工する場合に必要となる有機溶剤や合成樹脂に対する溶解性又は相溶性
、性能を維持するための光や熱に対する安定性が求められている。
【０００４】
　このような色調補正剤として、インドール骨格を有するシアニン化合物、スクアリリウ
ム化合物の使用が報告されている。例えば、特許文献１には、フェロセン基を有するイン
ドール骨格を有する溶解性と耐光性の良好なスクアリリウム化合物が開示されている。ま
た、特許文献２には、急峻な吸収を示し、５位にＣＦ3を有するか４位又は６位にＮＯ2を
有する耐湿熱性と耐光性の良好なトリメチンシアニン化合物が開示されている。また、特
許文献３には、５位にＣＦ3とＮＯ2を有するトリメチンシアニン化合物が開示されている
。しかし、光学フィルターの色調補正剤として使用するには、光学フィルターの加工温度
に耐えるべくさらなる耐熱性の向上が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３１２７１０号公報
【特許文献２】特開２００５－３３１５４５号公報
【特許文献３】特開２００７－１３１８１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的は、光学フィルターの使用に適した耐熱性を有する色調補正剤及
び当該色調補正剤を含有する光学フィルターを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者等は、検討を重ねた結果、特定の構造を有するスクアリリウム化合物が、耐熱
性が高く、これを色調補正剤として使用することにより、上記目的を達成し得ることを知
見した。
【０００８】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたもので、下記一般式（Ｉ）で表されるスクアリ
リウム化合物からなる色調補正剤を提供するものである。
【０００９】
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【化１】

（式中、Ａは、下記の群Ｉの（ａ）～（ｋ）から選ばれる基を表し、Ａ’は、下記の群Ｉ
Ｉの（ａ’）～（ｋ’）から選ばれる基を表す。）
【００１０】
【化２】

（式中、環Ｂ及び環Ｂ’は、ベンゼン環、ナフタレン環、フェナンスレン環又はピリジン
環を表し、
　Ｒ1及びＲ1’は、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、炭素数６～３０のアリール基、
炭素数７～３０のアリールアルキル基、炭素数１～８のアルキル基、炭素数１～８のハロ
ゲン置換アルキル基、炭素数１～８のアルコキシ基、炭素数１～８のハロゲン置換アルコ
キシ基又は炭素数１～８のエーテル基を表し、
　Ｒ2及びＲ2’は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数６～３０のアリール基、炭素数７～
３０のアリールアルキル基又は炭素数１～８のアルキル基を表し、
　Ｒ3～Ｒ9及びＲ3’～Ｒ9’は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１～８のアルキル基又
は隣接する置換基と縮合環を形成する基を表し、
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　Ｘ及びＸ’は、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、－ＣＲ51Ｒ52－、炭素数３～６のシ
クロアルカン－１，１－ジイル基、－ＮＨ－又は－ＮＹ2－を表し、Ｒ51及びＲ52は、水
素原子、下記一般式（１１）若しくは（１２）で表される基、水酸基、ハロゲン原子、シ
アノ基若しくはニトロ基で置換されてもよい炭素数１～２０のアルキル基、水酸基、ハロ
ゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で置換されてもよい炭素数６～３０のアリール基又
は水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で置換されてもよい炭素数７～３０
のアリールアルキル基を表し、
　Ｙ、Ｙ’及びＹ2は、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で
置換されてもよい炭素数１～２０のアルキル基、水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しく
はニトロ基で置換されてもよい炭素数６～３０のアリール基又は水酸基、ハロゲン原子、
シアノ基若しくはニトロ基で置換されてもよい炭素数７～３０のアリールアルキル基を表
し、当該Ｙ、Ｙ’及びＹ2中のアルキル基及びアリールアルキル基中のメチレン基は、－
Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＳＯ2－、－ＮＨ－、－ＣＯＮＨ
－、－ＮＨＣＯ－、－Ｎ＝ＣＨ－又は－ＣＨ＝ＣＨ－で中断されてもよく、
　ｒ及びｒ’は、０又は（ａ）～（ｋ）若しくは（ａ’）～（ｋ’）において置換可能な
数を表す。）
【００１１】
【化３】

（上記一般式（１１）において、ＧとＴの間の結合は、二重結合、共役二重結合又は三重
結合であり、Ｇは炭素原子を表し、Ｔは炭素原子、酸素原子又は窒素原子を表し（ただし
、Ｔが酸素原子である場合はｙとｚは０であり、Ｔが窒素原子である場合はｙ＋ｚは０又
は１である。）、ｗは０～４の数を表し、ｘ、ｙ及びｚは、０又は１を表し、
　Ｒ01、Ｒ02、Ｒ03及びＲ04は、水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン原子
又は置換基を有してもよい炭素数１～４のアルキル基を表し、該アルキル基中のメチレン
基は、－Ｏ－又は－ＣＯ－で中断されてもよく、Ｒ01とＲ04は結合してシクロアルケン環
又は複素環を形成してもよい。
　上記一般式（１２）において、Ｇ’とＴ’の間の結合は、二重結合又は共役二重結合で
あり、Ｇ’は炭素原子を表し、Ｔ’は炭素原子又は窒素原子を表し、ｗ’は０～４の数を
表し、
　Ｒ01’は水素原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン原子又は置換基を有しても
よい炭素数１～４のアルキル基を表し、該アルキル基中のメチレン基は、－Ｏ－又は－Ｃ
Ｏ－で中断されてもよく、Ｇ’及びＴ’を含む環は、ヘテロ原子を含んでもよい５員環、
ヘテロ原子を含んでもよい６員環、キノリン環、イソキノリン環又はアントラキノン環を
表し、これらＧ’及びＴ’を含む環は、ハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、シアノ基、炭
素数１～４のアルキル基又は炭素数１～４のアルコキシ基で置換されてもよい。）
【００１２】
　また、本発明は、下記一般式（４）で表されるスクアリリウム化合物を提供するもので
ある。
【００１３】
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【化４】

（式中、Ｒ18及びＲ19は、ニトロ基、トリフルオロメタン基又はメトキシ基を表し、Ｙ5

及びＹ6は、炭素数１～１８のアルキル基、炭素数３～１８のエーテル基、炭素数６～１
８のアリール基又は炭素数７～１８のアリールアルキル基を表す。）
【００１４】
　また、本発明は、上記の色調補正剤の少なくとも一種を含有してなる光学フィルターを
提供するものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、耐熱性の良好な色調補正剤及びこれを含有してなる光学フィルターを
提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明について、好ましい実施形態に基づき詳細に説明する。
　先ず、本発明の色調補正剤について説明する。
　本発明の色調補正剤は、上記一般式（１）で表されるスクアリリウム化合物、好ましく
は後述する一般式（２）、（３）又は（４）で表わされるスクアリリウム化合物からなる
。尚、本発明において、色調補正剤とは、特定の可視光を吸収して、光源、画像、映像、
光信号、視覚情報等の品質を向上させる機能を有するものである。
【００１７】
　上記一般式（１）において、Ｒ1及びＲ1’で表されるハロゲン原子としては、フッ素、
塩素、臭素、ヨウ素が挙げられ、
　炭素数６～３０のアリール基としては、フェニル、ナフチル、２－メチルフェニル、３
－メチルフェニル、４－メチルフェニル、４－ビニルフェニル、３－イソプロピルフェニ
ル、４－イソプロピルフェニル、４－ブチルフェニル、４－イソブチルフェニル、４－第
三ブチルフェニル、４－ヘキシルフェニル、４－シクロヘキシルフェニル、４－オクチル
フェニル、４－（２－エチルヘキシル）フェニル、４－ステアリルフェニル、２，３－ジ
メチルフェニル、２，４－ジメチルフェニル、２，５－ジメチルフェニル、２，６－ジメ
チルフェニル、３，４－ジメチルフェニル、３，５－ジメチルフェニル、２，４－ジ第三
ブチルフェニル、２，５－ジ第三ブチルフェニル、２，６－ジ－第三ブチルフェニル、２
，４－ジ第三ペンチルフェニル、２，５－ジ第三アミルフェニル、２，５－ジ第三オクチ
ルフェニル、２，４－ジクミルフェニル、シクロヘキシルフェニル、ビフェニル、２，４
，５－トリメチルフェニル等が挙げられ、
　炭素数７～３０のアリールアルキル基としては、ベンジル、フェネチル、２－フェニル
プロパン－２－イル、ジフェニルメチル、トリフェニルメチル、スチリル、シンナミル等
が挙げられ、
　炭素数１～８のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチ
ル、第２ブチル、第３ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル、第３アミル、ヘキシル
、２－ヘキシル、３－ヘキシル、シクロヘキシル、１－メチルシクロヘキシル、ヘプチル
、２－ヘプチル、３－ヘプチル、イソヘプチル、第３ヘプチル、１－オクチル、イソオク
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チル、第３オクチル等が挙げられ、
　炭素数１～８のハロゲン置換アルキル基としては、アルキル基の少なくとも１つの水素
原子がハロゲン原子に置換されたもの、例えば、クロロメチル、ジクロロメチル、トリク
ロロメチル、フルオロメチル、フルオロメチル、トリフルオロメチル、ノナフルオロブチ
ル等が挙げられ、
　炭素数１～８のアルコキシ基としては、メチルオキシ、エチルオキシ、イソプロピルオ
キシ、プロピルオキシ、ブチルオキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ヘキシル
オキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、２－エチルヘキシルオキシ等が挙げられ、
　炭素数１～８のハロゲン置換アルコキシ基としては、これらアルコキシ基の少なくとも
１つの水素原子がハロゲン原子に置換されたもの、例えば、クロロメチルオキシ、ジクロ
ロメチルオキシ、トリクロロメチルオキシ、フルオロメチルオキシ、フルオロメチルオキ
シ、トリフルオロメチルオキシ、ノナフルオロブチルオキシ等が挙げられ、
　炭素数２～８のエーテル基としては、２－メトキシエチル、２－（２－メトキシ）エト
キシエチル、２－エトキシエチル、２－ブトキシエチル、４－メトキシブチル、３－メト
キシブチル等が挙げられる。
【００１８】
　Ｒ2及びＲ2’で表されるハロゲン原子、炭素数６～３０のアリール基、炭素数７～３０
のアリールアルキル基及び炭素数１～８のアルキル基としては、上記のＲ1の説明で例示
した基等が挙げられる。
【００１９】
　Ｒ3～Ｒ9及びＲ3’～Ｒ9’で表されるハロゲン原子及び炭素数１～８のアルキル基とし
ては、上記のＲ1の説明で例示した基等が挙げられ、
　隣接する置換基と縮合環を形成する基により構成される縮合環としては、ベンゼン、ナ
フタレン、クロロベンゼン、ブロモベンゼン、メチルベンゼン、エチルベンゼン、メトキ
シベンゼン、エトキシベンゼン等の芳香族環；オキサゾール環、ベンゾオキサゾール環、
イソオキサゾール環、ナフトオキサゾール環、インドレニン環、ベンゾインドレニン環、
ナフトインドレニン環、イミダゾール環、ベンゾイミダゾール環、ナフトイミダゾール環
、フラン環、ベンゾフラン環、ナフトフラン環、ピロール環、チオフエン環、ピリジン環
、ピロロピリジン環、ピロール環、インドリジン環、インドール環、キノリン環、キノキ
サリン環、イミダゾキノキサリン環、チアゾール環、ベンゾチアゾール環、ナフトチアゾ
ール環等の複素環；シクロプロパン、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、
シクロヘプタン、シクロオクタン等の脂肪族環が挙げられる。
【００２０】
　Ｘ及びＸ’で表される炭素数３～６のシクロアルカン－１，１－ジイル基としては、シ
クロプロパン－１，１－ジイル、シクロブタン－１，１－ジイル、２，４－ジメチルシク
ロブタン－１，１－ジイル、３－ジメチルシクロブタン－１，１－ジイル、シクロペンタ
ン－１，１－ジイル、シクロヘキサン－１，１－ジイルが挙げられ、
　Ｘ及びＸ’中のＲ51及びＲ52で表される炭素数１～２０のアルキル基としては、メチル
、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第２ブチル、第３ブチル、イソブチル、ア
ミル、イソアミル、第三アミル、ヘキシル、２－ヘキシル、３－ヘキシル、シクロヘキシ
ル、１－メチルシクロヘキシル、ヘプチル、２－ヘプチル、３－ヘプチル、イソヘプチル
、第３ヘプチル、ｎ－オクチル、イソオクチル、第３オクチル、２－エチルヘキシル、ノ
ニル、イソノニル、デシル、ドデシル、トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル、ヘキ
サデシル、へプタデシル、オクタデシル等が挙げられ、これらのアルキル基の水素原子は
、水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で任意の数で置換されてもよい。
【００２１】
　Ｒ51及びＲ52で表される炭素数６～３０のアリール基としては、上記のＲ1の説明で例
示した基が挙げられ、これらのアリール基の水素原子は、水酸基、ハロゲン原子、シアノ
基若しくはニトロ基で任意の数で置換されてもよい。
【００２２】
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　Ｒ51及びＲ52で表される炭素数７～３０のアリールアルキル基としては、上記のＲ1の
説明で例示した基が挙げられ、これらのアリールアルキル基の水素原子は、水酸基、ハロ
ゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で任意の数で置換されてもよい。
【００２３】
　Ｙ、Ｙ’及びＹ2で表される水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で置換
されてもよい炭素数１～２０のアルキル基、水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニ
トロ基で置換されてもよい炭素原子６～３０のアリール基又は水酸基、ハロゲン原子、シ
アノ基若しくはニトロ基で置換されてもよい炭素原数７～３０のアリールアルキル基とし
ては、上記Ｒ51及びＲ52の説明で例示した基が挙げられ、
　これらのＹ、Ｙ’、Ｙ2中のアルキル基及びアリールアルキル基中のメチレン基は、－
Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＳＯ2－、－ＮＨ－、－ＣＯＮＨ
－、－ＮＨＣＯ－、－Ｎ＝ＣＨ－又は－ＣＨ＝ＣＨ－で中断されてもよい。例えば、メチ
ル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第２ブチル、第３ブチル、イソブチル、
アミル、イソアミル、第３アミル、ヘキシル、シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、
２－シクロヘキシルエチル、ヘプチル、イソヘプチル、第３ヘプチル、ｎ－オクチル、イ
ソオクチル、第３オクチル、２－エチルヘキシル、ノニル、イソノニル、デシル、ドデシ
ル、トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル、ヘキサデシル、ペプタデシル、オクタデ
シル等のアルキル基；ビニル、１－メチルエテニル、２－メチルエテニル、プロペニル、
ブテニル、イソブテニル、ペンテニル、ヘキセニル、ヘプテニル、オクテニル、デセニル
、ぺンタデセニル、１－フェニルプロペン－３－イル等のアルケニル基；フェニル、ナフ
チル、２－メチルフェニル、３－メチルフェニル、４－メチルフェニル、４－ビニルフェ
ニル、３－イソプロピルフェニル、４－イソプロピルフェニル、４－ブチルフェニル、４
－イソブチルフェニル、４－第３ブチルフェニル、４－ヘキシルフェニル、４－シクロヘ
キシルフェニル、４－オクチルフェニル、４－（２－エチルヘキシル）フェニル、４－ス
テアリルフェニル、２，３－ジメチルフェニル、２，４－ジメチルフェニル、２，５－ジ
メチルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、３，４－ジメチルフェニル、３，５－ジメ
チルフェニル、２，４－ジ第３ブチルフェニル、シクロヘキシルフェニル等のアルキルア
リール基；ベンジル、フェネチル、２－フェニルプロパン－２－イル、ジフェニルメチル
、トリフェニルメチル、スチリル、シンナミル等のアリールアルキル基等が、エーテル結
合、チオエーテル結合で中断されたもの、例えば、２－メトキシエチル、３－メトキシプ
ロピル、４－メトキシブチル、２－ブトキシエチル、メトキシエトキシエチル、メトキシ
エトキシエトキシエチル、３－メトキシブチル、２－フェノキシエチル、３－フェノキシ
プロピル、２－メチルチオエチル、２－フェニルチオエチル等が挙げられる。
【００２４】
　上記一般式（１１）中、Ｒ01、Ｒ02、Ｒ03及びＲ04で表されるハロゲン原子としては、
上記のＲ1の説明で例示した基が挙げられ
　炭素数１～４のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチ
ル、第２ブチル、第３ブチル、イソブチルが挙げられ、これらのアルキル基の水素原子は
、水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で任意の数で置換されてもよい。
　また、Ｒ01とＲ04が結合して形成されるシクロアルケン環としては、シクロブテン環、
シクロペンテン環、シクロヘキセン環等が挙げられ、Ｒ01とＲ04が結合して形成される複
素環としては、ピロール環、ジヒドロピロール環、ピリジン環等が挙げられる。
【００２５】
　上記一般式（１２）中、Ｒ01' で表されるハロゲン原子としては、上記のＲ1の説明で
例示した基が挙げられ
　炭素数１～４のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチ
ル、第２ブチル、第３ブチル、イソブチルが挙げられ、これらのアルキル基の水素原子は
、水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で任意の数で置換されてもよい。
　また、Ｇ’及びＴ’を含むヘテロ原子を含んでもよい５員環としては、シクロペンテン
環、シクロペンタジエン環、ピロール環、イミダゾール環、ピラゾール環、トリアゾール
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環、チオフェン環、フラン環、チアゾール環、イソチアゾール環、オキサゾール環、イソ
オキサゾール環、ジヒドロピロール環、ジヒドロイミダゾール環、ジヒドロピラゾール環
、トリアゾール環、ジヒドロチオフェン環、ジヒドロフラン環、ジヒドロチアゾール環、
ジヒドロイソチアゾール環、ジヒドロオキサゾール環、ジヒドロイソオキサゾール環等が
挙げられ、
　Ｇ’及びＴ’を含むヘテロ原子を含んでもよい６員環としては、ピリジン環、ピラジン
環、ピリミジン環、ピリダジン環、ピラン環、チオピラン環等が挙げられる。
　また、これらＧ’及びＴ’を含む環は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子
、ニトロ基、シアノ基、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル
、第３ブチル、トリフルオロメチル等の炭素数１～４のアルキル基、メトキシ、エトキシ
、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、第２ブトキシ、第３ブトキシ、トリフルオロ
メチルオキシ等の炭素数１～４のアルコキシ基で置換されていてもよい。
【００２６】
　上記一般式（１）で表されるスクアリリウム化合物の中でも、下記一般式（２）で表さ
れるものが、吸収波長及び耐光性に優れ、色調補正剤として有用であるので好ましく、下
記一般式（３）で表されるものが、製造コストが小さいのでより好ましい。
【００２７】
【化５】

（式中、Ｒ10～Ｒ13は、少なくとも１つがニトロ基、炭素数１～４のアルキル基、炭素数
１～４のハロゲン置換アルキル基、炭素数１～４のアルコキシ基又は炭素数１～４のハロ
ゲン置換アルコキシ基であり、他は水素原子であり、
　Ｒ14～Ｒ17は、少なくとも１つがニトロ基、炭素数１～４のアルキル基、炭素数１～４
のハロゲン置換アルキル基、炭素数１～４のアルコキシ基又は炭素数１～４のハロゲン置
換アルコキシ基であり、他は水素原子であり、
　Ｘ1及びＸ2は、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、－ＣＲ53Ｒ54－又は炭素数３～６の
シクロアルカン－１，１－ジイル基を表し、Ｒ53及びＲ54は、上記一般式（１１）若しく
は（１２）で表される基、水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で置換され
てもよい炭素数１～２０のアルキル基、水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ
基で置換されてもよい炭素数６～３０のアリール基又は水酸基、ハロゲン原子、シアノ基
若しくはニトロ基で置換されてもよい炭素数７～３０のアリールアルキル基を表し、Ｙ3

及びＹ4は、Ｙと同様の基を表す。）
【００２８】
　上記一般式（２）において、Ｒ10～Ｒ13及びＲ14～Ｒ17で表される、炭素数１～４のア
ルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第２ブチル、第
３ブチル、イソブチルが挙げられ、
　炭素数１～４のハロゲン置換アルキル基としては、クロロメチル、ジクロロメチル、ト
リクロロメチル、フルオロメチル、フルオロメチル、トリフルオロメチル、ノナフルオロ
ブチル等が挙げられ、
　炭素数１～４のアルコキシ基としては、メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ
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ルオキシが挙げられ、
　炭素数１～４のハロゲン置換アルコキシ基としては、クロロメチルオキシ、ジクロロメ
チルオキシ、トリクロロメチルオキシ、フルオロメチルオキシ、フルオロメチルオキシ、
トリフルオロメチルオキシ、ノナフルオロブチルオキシ等が挙げられる。
【００２９】
　また、Ｘ1及びＸ2中のＲ53及びＲ54で表わされる水酸基、ハロゲン原子、シアノ基若し
くはニトロ基で置換されてもよい炭素数１～２０のアルキル基、水酸基、ハロゲン原子、
シアノ基若しくはニトロ基で置換されてもよい炭素数６～３０のアリール基又は水酸基、
ハロゲン原子、シアノ基若しくはニトロ基で置換されてもよい炭素数７～３０のアリール
アルキル基としては、上記Ｒ51及びＲ52の説明で例示した基が挙げられる。
【００３０】
【化６】

（式中、Ｒ10～Ｒ13は、少なくとも１つがニトロ基、トリフルオロメタン基又はメトキシ
基であり、他は水素原子であり、Ｒ14～Ｒ17は、少なくとも１つがニトロ基又はトリフル
オロメタン基であり、他は水素原子であり、Ｙ3及びＹ4は、Ｙと同様の基を表す。）
【００３１】
　上記一般式（３）で表されるスクアリリウム化合物の具体例としては、下記化合物Ｎｏ
．１～３６が挙げられる。
【００３２】
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【００３３】
【化８】

【００３４】
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【００３５】
【化１０】

【００３６】
　さらに、上記一般式（３）で表わされる化合物の中でも、下記一般式（４）で表される
本発明の新規スクアリリウム化合物が、さらに製造コストが小さいためより一層好ましい
。
【００３７】
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【化１１】

（式中、Ｒ18及びＲ19は、ニトロ基、トリフルオロメタン基又はメトキシ基を表し、Ｙ5

及びＹ6は、炭素数１～１８のアルキル基、炭素数３～１８のエーテル基、炭素数６～１
８のアリール基又は炭素数７～１８のアリールアルキル基を表す。）
【００３８】
　Ｙ5及びＹ6で表される炭素数１～１８のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピ
ル、イソプロピル、ブチル、第２ブチル、第３ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル
、第３アミル、ヘキシル、２－ヘキシル、３－ヘキシル、シクロヘキシル、１－メチルシ
クロヘキシル、ヘプチル、２－ヘプチル、３－ヘプチル、イソヘプチル、第３ヘプチル、
１－オクチル、イソオクチル、第３オクチル、ノニル、イソノニル、デシル、ドデシル、
トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル、ヘキサデシル、ヘプタデシル、オクタデシル
等が挙げられ、
　炭素数３～１８のエーテル基としては、２－メトキシエチル、２－（２－メトキシ）エ
トキシエチル、２－エトキシエチル、２－ブトキシエチル、４－メトキシブチル、３－メ
トキシブチル、２－フェノキシエチル等が挙げられ、
　炭素数６～１８のアリール基としては、フェニル、ナフチル、２－メチルフェニル、３
－メチルフェニル、４－メチルフェニル、４－ビニルフェニル、３－イソプロピルフェニ
ル、４－イソプロピルフェニル、４－ブチルフェニル、４－イソブチルフェニル、４－第
三ブチルフェニル、４－ヘキシルフェニル、４－シクロヘキシルフェニル、４－オクチル
フェニル、４－（２－エチルヘキシル）フェニル、２，３－ジメチルフェニル、２，４－
ジメチルフェニル、２，５－ジメチルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、３，４－ジ
メチルフェニル、３，５－ジメチルフェニル、２，４－ジ第三ブチルフェニル、２，５－
ジ第三ブチルフェニル、２，６－ジ－第三ブチルフェニル、２，４－ジ第三ペンチルフェ
ニル、２，５－ジ第三アミルフェニル、シクロヘキシルフェニル、ビフェニル、２，４，
５－トリメチルフェニルが挙げられ、
　炭素数７～３０のアリールアルキル基としては、ベンジル、フェネチル、２－フェニル
プロパン－２－イル、ジフェニルメチル、トリフェニルメチル、スチリル、シンナミル等
が挙げられる。
【００３９】
　上記一般式（４）で表されるスクアリリウム化合物に相当する、具体的な化合物として
は、上記の化合物Ｎｏ．３、６、９、１２、１５、１８、２２、２３、２４、２５、２６
、３３及び３５が挙げられる。
【００４０】
　上記一般式（４）で表される本発明のスクアリリウム化合物は、その製造方法によって
特に限定されず、周知一般の反応を利用して得ることができる。例えば、スクアリン酸と
インドリウム化合物との脱水反応により、あるいはスクアリン酸アルキルエステルとイン
ドリウム化合物との反応により合成することができる。これらの反応を促進させるために
水酸化ナトリウム等の無機性塩基、トリエチルアミン等の有機性塩基を適宜使用すること
ができる。具体的には下記合成ルートに準じて製造することができる。
【００４１】
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【化１２】

（上記反応式において、Ｒ18、Ｒ19、Ｙ5及びＹ6は、上記一般式（４）と同義であり、Ｄ
-は、カウンターイオンを表す。）
【００４２】
　上記反応式において、Ｄ-で表されるカウンターイオンとしては、塩素アニオン、臭素
アニオン、ヨウ素アニオン、フッ素アニオン等のハロゲンアニオン；過塩素酸アニオン、
塩素酸アニオン、チオシアン酸アニオン、六フッ化リンアニオン、六フッ化アンチモンア
ニオン、四フッ化ホウ素アニオン等の無機系アニオン；ベンゼンスルホン酸アニオン、ト
ルエンスルホン酸アニオン、トリフルオロメタンスルホン酸アニオン等の有機スルホニル
オキシイオンが挙げられる。
【００４３】
　上記一般式（４）で表される本発明のスクアリリウム化合物に限らず、上記一般式（１
）～（３）で表されるスクアリリウム化合物も同様の方法で製造することができる。
【００４４】
　本発明のスクアリリウム化合物は、後述の光学フィルター等の色調補正剤として好適に
用いられる他、光学記録材料、色素増感型太陽電池、光電気化学電池、非線形光学装置、
エレクトロクロミックディスプレイ、ホログラム、有機半導体、有機ＥＬ、ハロゲン化銀
写真感光材料、光増感剤、印刷インキ、インクジェット、電子写真カラートナー、化粧料
、プラスチック等の着色剤、タンパク質用染色剤、物質検出のための染料等の光学要素と
して用いられる。
【００４５】
　次に、本発明の光学フィルターについて説明する。
　本発明の光学フィルターは、上記の本発明の色調補正剤の少なくとも一種を含有する。
該色調補正剤は、それぞれ吸収極大波長を５００～８００ｎｍの範囲内又はその付近に持
ち、可視光線を選択的に吸収して遮断することができるので、該色調補正剤を含有する本
発明の光学フィルターは、表示画像の高品質化に用いられる画像表示装置用の光学フィル
ター及び照明装置用の光学フィルターとして特に好適なものである。また、本発明の光学
フィルターは、眼鏡レンズ、窓、分析装置用途、半導体装置用途、天文観測用途、光通信
用途等の各種用途にも用いることができる。
【００４６】
　本発明の光学フィルターにおいて、上記一般式（１）で表されるスクアリリウム化合物
の含有量は、合計で通常０．１～１００００ｍｇ／ｍ2、好ましくは５～１０００ｍｇ／
ｍ2である。該含有量が０．１ｍｇ／ｍ2未満では、光吸収効果を十分に発揮することがで
きず、１００００ｍｇ／ｍ2を超えて含有する場合には、フィルターの色目が強くなりす
ぎて表示品質等を低下させるおそれがあり、さらには、光吸収剤の配合量が増えることに
より明度が低下するおそれもある。
【００４７】
　本発明の光学フィルターの形状に関しては、特に制限されるものではないが、通常、透
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明支持体に、必要に応じて下塗り層、反射防止層、ハードコート層、潤滑層、保護層等の
各層を設けたものが挙げられる。本発明の色調補正剤、必要に応じて使用される本発明の
色調補正剤以外の色素化合物からなる光吸収剤及び各種安定剤の任意成分を本発明の光学
フィルターに含有させる方法としては、例えば、（１）透明支持体又は任意の各層に含有
させる方法、（２）透明支持体又は任意の各層にコーティングする方法、（３）透明支持
体及び任意の各層から選択される任意の隣合う二者間の粘着剤層に含有させる方法、（４
）任意の各層とは別に、本発明の色調補正剤等の光吸収剤等を含有する光吸収層を設ける
方法、（５）透明支持体を形成する樹脂組成物中に直接混合し、これを使用してフィルム
や光学部材等所望の形状に加工する方法が挙げられる。
【００４８】
　上記透明支持体の材料としては、例えば、ガラス等の無機材料；ジアセチルセルロース
、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、プロピオニルセルロース、ブチリルセルロース、
アセチルプロピオニルセルロース、ニトロセルロース等のセルロースエステル；ポリアミ
ド；ポリカーボネート；ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリ
ブチレンテレフタレート、ポリ－１，４－シクロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポ
リエチレン－１，２－ジフェノキシエタン－４，４'－ジカルボキシレート、ポリブチレ
ンテレフタレート等のポリエステル；ポリスチレン；ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リメチルペンテン等のポリオレフィン；ポリメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂；
ポリカーボネート；ポリスルホン；ポリエーテルスルホン；ポリエーテルケトン；ポリエ
ーテルイミド；ポリオキシエチレン、ノルボルネン樹脂等の高分子材料が挙げられる。透
明支持体の透過率は８０％以上であることが好ましく、８６％以上であることがさらに好
ましい。透明支持体のヘイズは、２％以下であることが好ましく、１％以下であることが
さらに好ましい。屈折率は、１．４５～１．７０であることが好ましい。
【００４９】
　上記透明支持体中には、本発明の色調補正剤以外の他の光吸収剤、赤外線吸収剤、紫外
線吸収剤、蛍光消光剤、フェノール系、リン系、イオウ系等の酸化防止剤、難燃剤、滑剤
、帯電防止剤、無機微粒子、耐光性付与剤、芳香族ニトロソ化合物、アミニウム化合物、
イミニウム化合物、遷移金属キレート化合物、粘度鉱物等を添加することができ、また、
上記透明支持体には、各種の表面処理を施すこともできる。
【００５０】
　上記本発明の色調補正剤以外の光吸収剤としては、例えば、光学フィルターを画像表示
装置用途に用いる場合には、色調調整用の光吸収剤、外光の反射や映り込み防止用の光吸
収剤が挙げられ、特に画像表示装置がプラズマディスプレイの場合には、赤外リモコン誤
作動防止用の光吸収剤が挙げられる。
【００５１】
　上記色調調整用の光吸収剤としては、波長４５０～６２０ｎｍのオレンジ光の除去のた
めに用いられるものとして、トリメチンインドリウム化合物、トリメチンベンゾオキサゾ
リウム化合物、トリメチンベンゾチアゾリウム化合物等のトリメチンシアニン誘導体；ペ
ンタメチンオキサゾリウム化合物、ペンタメチンチアゾリウム化合物等のペンタメチンシ
アニン誘導体；本発明の色調補正剤以外のスクアリリウム色素誘導体；アゾメチン色素誘
導体；キサンテン色素誘導体；アゾ色素誘導体；オキソノール色素誘導体；ベンジリデン
色素誘導体；ピロメテン色素誘導体；アゾ金属錯体誘導体：ローダミン色素誘導体；フタ
ロシアニン誘導体；ポルフィリン誘導体；ジピロメテン金属キレート化合物等が挙げられ
る。
【００５２】
　上記の外光の反射や映り込み防止用の光吸収剤（波長４８０～５００ｎｍ対応）として
は、トリメチンインドリウム化合物、トリメチンオキサゾリウム化合物、トリメチンチア
ゾリウム化合物、インドリデントリメチンチアゾニウム化合物等のトリメチンシアニン誘
導体；フタロシアニン誘導体；ナフタロシアニン誘導体；ポルフィリン誘導体；ジピロメ
テン金属キレート化合物等が挙げられる。
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【００５３】
　上記の赤外リモコン誤作動防止用の光吸収剤（波長７５０～１１００ｎｍ対応）として
は、ジイモニウム化合物；ペンタメチンベンゾインドリウム化合物、ペンタメチンベンゾ
オキサゾリウム化合物、ペンタメチンベンゾチアゾリウム化合物等のペンタメチンシアニ
ン誘導体；ヘプタメチンインドリウム化合物、ヘプタメチンベンゾインドリウム化合物、
ヘプタメチンオキサゾリウム化合物、ヘプタメチンベンゾオキサゾリウム化合物、ヘプタ
メチンチアゾリウム化合物、ヘプタメチンベンゾチアゾリウム化合物等のヘプタメチンシ
アニン誘導体；スクアリリウム誘導体；ビス（スチルベンジチオラト）化合物、ビス（ベ
ンゼンジチオラト）ニッケル化合物、ビス（カンファージチオラト）ニッケル化合物等の
ニッケル錯体；スクアリリウム誘導体；アゾ色素誘導体；フタロシアニン誘導体；ポルフ
ィリン誘導体；ジピロメテン金属キレート化合物等が挙げられる。
【００５４】
　本発明の光学フィルターにおいて、上記の色調調整用の光吸収剤、外光の反射や映り込
み防止用の光吸収剤、及び赤外リモコン誤作動防止用の光吸収剤（近赤外線吸収剤）は、
本発明の色調補正剤を含有させる層と同一の層に含有させてもよく、別の層に含有させて
もよい。それらの使用量はそれぞれ、通常光学フィルターの単位面積当たり０．１～１０
００ｍｇ／ｍ2の範囲であり、好ましくは５～１００ｍｇ／ｍ2である。
【００５５】
　また、上記透明支持体に添加することができる上記無機微粒子としては、例えば、二酸
化珪素、二酸化チタン、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、タルク、カオリン等が挙げられ
る。
【００５６】
　上記透明支持体に施すことができる上記の各種の表面処理としては、例えば、薬品処理
、機械的処理、コロナ放電処理、火焔処理、紫外線照射処理、高周波処理、グロー放電処
理、活性プラズマ処理、レーザー処理、混酸処理、オゾン酸化処理等が挙げられる。
【００５７】
　本発明の光学フィルターに設けることができる上記下塗り層は、任意の各層とは別に光
吸収剤を含有するフィルター層を設ける場合に、透明支持体と光学フィルター層との間に
用いる層である。上記下塗り層は、ガラス転移温度が－６０～６０℃のポリマーを含む層
、フィルター層側の表面が粗面である層、又はフィルター層のポリマーと親和性を有する
ポリマーを含む層として形成する。また、下塗り層は、フィルター層が設けられていない
透明支持体の面に設けて、透明支持体とその上に設けられる層（例えば、反射防止層、ハ
ードコート層）との接着力を改善するために設けてもよく、光学フィルターと画像表示装
置とを接着するための接着剤と光学フィルターとの親和性を改善するために設けてもよい
。下塗り層の厚みは、２ｎｍ～２０μｍが好ましく、５ｎｍ～５μｍがより好ましく、２
０ｎｍ～２μｍがさらに好ましく、５０ｎｍ～１μｍがさらにまた好ましく、８０ｎｍ～
３００ｎｍが最も好ましい。ガラス転移温度が－６０～６０℃のポリマーを含む下塗り層
は、ポリマーの粘着性で、透明支持体とフィルター層とを接着する。ガラス転移温度が－
６０～６０℃のポリマーは、例えば、塩化ビニル、塩化ビニリデン、酢酸ビニル、ブタジ
エン、ネオプレン、スチレン、クロロプレン、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステ
ル、アクリロニトリル若しくはメチルビニルエーテルの重合又はこれらの共重合により得
ることができる。ガラス転移温度は、５０℃以下であることが好ましく、４０℃以下であ
ることがより好ましく、３０℃以下であることがさらに好ましく、２５℃以下であること
がさらにまた好ましく、２０℃以下であることが最も好ましい。下塗り層の２５℃におけ
る弾性率は、１～１０００ＭＰａであることが好ましく、５～８００ＭＰａであることが
さらに好ましく、１０～５００ＭＰａであることが最も好ましい。フィルター層の表面が
粗面である下塗り層は、粗面の上にフィルター層を形成することで、透明支持体とフィル
ター層とを接着する。フィルター層の表面が粗面である下塗り層は、ポリマーラテックス
の塗布により容易に形成することができる。ラテックスの平均粒径は、０．０２～３μｍ
であることが好ましく、０．０５～１μｍであることがさらに好ましい。フィルター層の
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バインダーポリマーと親和性を有するポリマーとしては、アクリル樹脂、セルロース誘導
体、アルギン酸、ゼラチン、カゼイン、でんぷん、ポリビニルアルコール、ポリビニルブ
チラール、ポリビニルピロリドン、可溶性ナイロン及び高分子ラテックス等が挙げられる
。また、本発明の光学フィルターには、二以上の下塗り層を設けてもよい。下塗り層には
、透明支持体を膨潤させる溶剤、マット剤、界面活性剤、帯電防止剤、塗布助剤、硬膜剤
等を添加してもよい。
【００５８】
　本発明の光学フィルターに設けることができる上記反射防止層においては、低屈折率層
が必須である。低屈折率層の屈折率は、上記透明支持体の屈折率よりも低い。低屈折率層
の屈折率は、１．２０～１．５５であることが好ましく、１．３０～１．５０であること
がさらに好ましい。低屈折率層の厚さは、５０～４００ｎｍであることが好ましく、５０
～２００ｎｍであることがさらに好ましい。低屈折率層は、屈折率の低い含フッ素ポリマ
ーからなる層（特開昭５７－３４５２６号、特開平３－１３０１０３号、特開平６－１１
５０２３号、特開平８－３１３７０２号、特開平７－１６８００４号の各公報記載）、ゾ
ルゲル法により得られる層（特開平５－２０８８１１号、特開平６－２９９０９１号、特
開平７－１６８００３号の各公報記載）、あるいは微粒子を含む層（特公昭６０－５９２
５０号、特開平５－１３０２１号、特開平６－５６４７８号、特開平７－９２３０６号、
特開平９－２８８２０１号の各公報に記載）として形成することができる。微粒子を含む
層では、微粒子間又は微粒子内のミクロボイドとして、低屈折率層に空隙を形成すること
ができる。微粒子を含む層は、３～５０体積％の空隙率を有することが好ましく、５～３
５体積％の空隙率を有することがさらに好ましい。
【００５９】
　広い波長領域の反射を防止するためには、上記反射防止層において、低屈折率層に加え
て、屈折率の高い層（中・高屈折率層）を積層することが好ましい。高屈折率層の屈折率
は、１．６５～２．４０であることが好ましく、１．７０～２．２０であることがさらに
好ましい。中屈折率層の屈折率は、低屈折率層の屈折率と高屈折率層の屈折率との中間の
値となるように調整する。中屈折率層の屈折率は、１．５０～１．９０であることが好ま
しく、１．５５～１．７０であることがさらに好ましい。中・高屈折率層の厚さは、５ｎ
ｍ～１００μｍであることが好ましく、１０ｎｍ～１０μｍであることがさらに好ましく
、３０ｎｍ～１μｍであることが最も好ましい。中・高屈折率層のヘイズは、５％以下で
あることが好ましく、３％以下であることがさらに好ましく、１％以下であることが最も
好ましい。中・高屈折率層は、比較的高い屈折率を有するポリマーバインダーを用いて形
成することができる。屈折率が高いポリマーとしては、ポリスチレン、スチレン共重合体
、スチレン－ブタジエンコポリマー、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリアミド、
メラミン樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、環状（脂環式又は芳香族）イソシアネー
トとポリオールとの反応で得られるポリウレタン等が挙げられる。その他の環状（芳香族
、複素環式、脂環式）基を有するポリマーや、フッ素以外のハロゲン原子を置換基として
有するポリマーも、屈折率が高い。二重結合を導入してラジカル硬化を可能にしたモノマ
ーの重合反応により形成されたポリマーを用いてもよい。
【００６０】
　さらに高い屈折率を得るため、上記ポリマーバインダー中に無機微粒子を分散してもよ
い。無機微粒子の屈折率は、１．８０～２．８０であることが好ましい。無機微粒子は、
金属の酸化物又は硫化物から形成することが好ましい。金属の酸化物又は硫化物としては
、酸化チタン（例えば、ルチル、ルチル／アナターゼの混晶、アナターゼ、アモルファス
構造）、酸化錫、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、硫化亜鉛等が挙げられ
る。これらの中でも、酸化チタン、酸化錫及び酸化インジウムが特に好ましい。無機微粒
子は、これらの金属の酸化物又は硫化物を主成分とし、さらに他の元素を含むことができ
る。主成分とは、粒子を構成する成分の中で最も含有量（質量％）が多い成分を意味する
。他の元素としては、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｐｂ、Ｃｄ、Ａｓ、
Ｃｒ、Ｈｇ、Ｚｎ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｐ、Ｓ等が挙げられる。被膜形成性で溶剤に分散
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し得るか、それ自身が液状である無機材料、例えば、各種元素のアルコキシド、有機酸の
塩、配位性化合物と結合した配位化合物（例えばキレート化合物）、活性無機ポリマーを
用いて、中・高屈折率層を形成することもできる。
【００６１】
　上記反射防止層の表面には、アンチグレア機能（入射光を表面で散乱させて、膜周囲の
景色が膜表面に移るのを防止する機能）を付与することができる。例えば、透明フィルム
の表面に微細な凹凸を形成してその表面に反射防止層を形成するか、あるいは、反射防止
層を形成後、エンボスロールにより表面に凹凸を形成することにより、アンチグレア機能
を有する反射防止層を得ることができる。アンチグレア機能を有する反射防止層は、一般
に３～３０％のヘイズを有する。
【００６２】
　本発明の光学フィルターに設けることができる上記ハードコート層は、上記透明支持体
の硬度よりも高い硬度を有する。ハードコート層は、架橋しているポリマーを含むことが
好ましい。ハードコート層は、アクリル系、ウレタン系、エポキシ系のポリマー、オリゴ
マー又はモノマー（例えば紫外線硬化型樹脂）等を用いて形成することができる。シリカ
系材料からハードコート層を形成することもできる。
【００６３】
　上記反射防止層（低屈折率層）の表面は、潤滑層を形成してもよい。潤滑層は、低屈折
率層表面に滑り性を付与し、耐傷性を改善する機能を有する。潤滑層は、ポリオルガノシ
ロキサン（例えばシリコンオイル）、天然ワックス、石油ワックス、高級脂肪酸金属塩、
フッ素系潤滑剤又はその誘導体を用いて形成することができる。潤滑層の厚さは、２～２
０ｎｍであることが好ましい。
【００６４】
　本発明の色調補正剤を光学フィルターに含有させる際、上記「（３）透明支持体及び任
意の各層から選択される任意の隣合う二者間の粘着剤層に含有させる方法」を採用する場
合には、本発明の色調補正剤等を粘着剤に含有させた後、該粘着剤を用いて、上述した透
明支持体及び任意の各層のうちの隣合う二者を接着すればよい。該粘着剤としては、シリ
コン系、ウレタン系、アクリル系等の粘着剤、ポリビニルブチラール接着剤、エチレン－
酢酸ビニル系接着剤等の公知の合わせガラス用透明接着剤を用いることができる。また、
該粘着剤を用いる場合、必要に応じて、硬化剤として、金属キレート系、イソシアネート
系、エポキシ系等の架橋剤を用いることができる。また、粘着剤層の厚みは、２～４００
μｍとすることが好ましい。
【００６５】
　上記「（４）任意の各層とは別に、本発明の色調補正剤等の光吸収剤を含有する光吸収
層を設ける方法」を採用する場合、本発明の色調補正剤は、そのまま使用して光吸収層を
形成することもできるし、バインダーに分散させて光吸収層を形成することもできる。該
バインダーとしては、例えば、ゼラチン、カゼイン、澱粉、セルロース誘導体、アルギン
酸等の天然高分子材料、あるいは、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルブチラール、
ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、スチレン－ブタジエン
コポリマー、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアミド等の合成高分子材料が用いら
れる。
【００６６】
　上記バインダーを使用する際には、同時に有機溶媒を使用することもでき、該有機溶媒
としては、特に限定されることなく公知の種々の溶媒を適宜用いることができ、例えば、
イソプロパノール等のアルコール類；メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロ
ソルブ、ブチルジグリコール等のエーテルアルコール類；アセトン、メチルエチルケトン
、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコール等のケトン類、酢
酸エチル、酢酸ブチル、酢酸メトキシエチル等のエステル類；アクリル酸エチル、アクリ
ル酸ブチル等のアクリル酸エステル類、２，２，３，３－テトラフルオロプロパノール等
のフッ化アルコール類；ヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素類；メチ
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レンジクロライド、ジクロロエタン、クロロホルム等の塩素化炭化水素類等が挙げられる
。これらの有機溶媒は、単独で又は混合して用いることができる。
【００６７】
　また、上記の下塗り層、反射防止層、ハードコート層、潤滑層、保護層等は、一般的な
塗布方法により形成することができる。塗布方法としては、ディップコート法、エアーナ
イフコート法、カーテンコート法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビア
コート法、ホッパーを使用するエクストルージョンコート法（米国特許第２６８１２９４
号明細書記載）等が挙げられる。二以上の層を同時塗布により形成してもよい。同時塗布
法については、米国特許第２７６１７９１号、米国特許第２９４１８９８号、米国特許第
３５０８９４７号、米国特許第３５２６５２８号の各明細書及び原崎勇次著「コーティン
グ工学」２５３頁（１９７３年朝倉書店発行）に記載がある。
【００６８】
　本発明の光学フィルターの上記の塗布方法により作製する場合において、本発明の色調
補正剤、有機溶媒及びその他の各種添加剤等を含む塗工液の濃度は、１～５質量％、特に
２～３質量％であるのが好ましい。
【００６９】
　上記「（５）透明支持体を形成する樹脂組成物中に直接混合し、これを使用してフィル
ムや光学部材等所望の形状に加工する方法」を採用する場合、本発明の色調補正剤等は、
熱可塑性樹脂組成物ペレットに予め混合しておいてもよく、フィルム等を成形加工すると
きに熱可塑性樹脂に添加してもよい。斯かる熱可塑性樹脂としては、ポリカーボネート、
ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリルレート、ノルボルネ
ン樹脂、ポリシクロオレフィン等が挙げられる。
【００７０】
　本発明の光学フィルターを画像表示装置用の光学フィルターとして使用する場合は、通
常、ディスプレイの前面に配置される。例えば、本発明の光学フィルターは、ディスプレ
イの表面に直接貼り付けてもよく、ディスプレイの前に前面板が設けられている場合は、
前面板の表側（外側）又は裏側（ディスプレイ側）に貼り付けてもよい。
【００７１】
　本発明の光学フィルターを照明装置用の光学フィルターとして使用する場合は、通常導
光板の出射面側に配置されるが、導光板に光を入射するライトパイプと導光板の間に配置
されてもよく、光源ＬＥＤとライトパイプの間に配置されてもよい。
【実施例】
【００７２】
　以下、実施例及び評価例をもって本発明を更に詳細に説明する。しかしながら、本発明
は以下の実施例等によって何ら制限を受けるものではない。
　尚、実施例１～３は、本発明のスクアリリウム化合物の合成例を示し、実施例４は、本
発明の色調補正剤を含有する光学フィルターの製造例を示す。
　また、評価例１は、本発明のスクアリリウム化合物の光学特性と耐熱性評価を示し、評
価例２は、本発明の光学フィルターの耐熱性評価を示し、評価例３は、本発明の光学フィ
ルターの耐光性評価を示す。
【００７３】
[実施例１]化合物Ｎｏ．３の合成
　２，２，３－トリメチル－１－（３－メチル－１－ブチル）－５－ニトロ－３Ｈ－イン
ドリウムパークロレート２．１モル部をトルエン中に分散し、水酸化ナトリウム２．１モ
ル部の水溶液を加え室温で２時間反応させた。その後、油水分離して得たトルエン相を水
洗した後、スクアリン酸１モル部を加え、ブタノールをトルエンとブタノールの質量比が
１：４になるように加え、１１０℃の温度で撹拌し、生成する水を除きながら３時間反応
させた。反応中に析出した結晶をろ別し、１２０℃で減圧乾燥して、目的物である化合物
Ｎｏ．３を収率７６．６％で得た。得られた化合物についての分析結果は以下のとおりで
あった。
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＜分析結果＞
（1Ｈ－ＮＭＲ）重クロロホルム溶媒
１．０７（ｄ，１２）、１．６６（ｄｔ，４）、１．７８（ｄｔｔ，２）、１．８３（ｓ
，１２）、４．０３（ｍ，４）、６．１４（ｓ，２）、７．０２（ｄ，２）、８．２０（
ｓ，２）、８．３０（ｄ，２）
（ＴＧ）サンプル量２．３３ｍｇ、測定条件：Ｎ2；２００ｍｌ／分、昇温；１０℃／分
重量減少開始温度；３１１℃
【００７４】
[実施例２]化合物Ｎｏ．６の合成
　２，２，３－トリメチル－１－（３－メチル－１－ブチル）－５－トリフルオロメチル
－３Ｈ－インドリウムトシレート２．１モル部、スクアリン酸１モル部をトルエンとブタ
ノールの質量比が１：４である混合溶剤に加え、１１０℃の温度で撹拌し、生成する水を
除きながら３時間反応させた。溶剤を減圧留去して得た残渣をクロロホルムとイソプロピ
ルアルコールの質量比が１：５である混合溶剤を用いて再結晶処理をした。晶析した結晶
を１２０℃で減圧乾燥し、目的物である化合物Ｎｏ．６を収率９．１％で得た。得られた
化合物についての分析結果は以下のとおりであった。
＜分析結果＞
（1Ｈ－ＮＭＲ）重クロロホルム溶媒
１．０６（ｄ，１２）、１．６８（ｄｔ，４）、１．７９（ｄｔｔ，２）、１．８１（ｓ
，１２）、４．００（ｍ，４）、６．０４（ｓ，２）、７．０３（ｄ，２）、７．５６（
ｓ，２）、７．６０（ｄ，２）
（ＴＧ）サンプル量３．６０ｍｇ、測定条件：Ｎ2；２００ｍｌ／分、昇温；１０℃／分
重量減少開始温度；３２２℃
【００７５】
[実施例３]化合物Ｎｏ．９の合成
　２，２，３－トリメチル－１－プロピル－５－メトキシ－３Ｈ－インドリウムヨージド
２．１モル部、スクアリン酸１モル部をトルエンとブタノールの質量比が１：４である混
合溶剤に加え、１１０℃の温度で撹拌し、生成する水を除きながら３時間反応させた。溶
剤を減圧留去して得た残渣を酢酸エチルとメタノールの質量比が１０：１である混合溶剤
を用いてシリカゲルカラムクロマトグラフィー処理をした。Ｒｆ値０．５の成分を単離し
、溶媒留去した後、得られた固体を１２０℃で減圧乾燥し、目的物である化合物Ｎｏ．９
を収率３３．３％で得た。得られた化合物についての分析結果は以下のとおりであった。
＜分析結果＞
（1Ｈ－ＮＭＲ）重クロロホルム溶媒
１．２８（ｔ，６）、２．０４（ｔｑ，４）、２．２４（ｓ，１２）、３．７８（ｓ，６
）、４．１２（ｔ，４）、６．７９（ｓ，２）、６．８１（ｄ，２）、６．８３（ｓ，２
）、７．４２（ｄ，２）
（ＴＧ）サンプル量３．２９ｍｇ、測定条件：Ｎ2；２００ｍｌ／分、昇温；１０℃／分
重量減少開始温度；２９４℃
【００７６】
［評価例１］色調補正剤の光学特性及び耐熱性評価
　上記実施例１～３で得た本発明の化合物Ｎｏ．３、６及び９並びに類似の化合物である
下記の比較化合物１～３について、色調補正剤としての物性を評価した。
　評価は、クロロホルム溶液の分光吸収スペクトルによる極大吸収（λｍａｘ）、λｍａ
ｘにおける吸光係数（ε）及び半値幅並びにＤＴＡ測定における分解ピーク温度（測定条
件：Ｎ2；２００ｍｌ／分、昇温；１０℃／分）の測定を行った。結果を表１に示す。
【００７７】
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【表１】

【００７８】
【化１３】

（上記、式中Ｆｃは、フェロセニル基を表す。）
【００７９】
　上記評価結果から、化合物Ｎｏ．３、Ｎｏ．６及びＮｏ．９は、いずれも類似化合物の
比較化合物１～３に比べて、分解温度が高く、耐熱性に優れることが確認できた。また、
化合物Ｎｏ．３、Ｎｏ．６及びＮｏ．９の半値幅は、比較化合物２及び３よりも小さく、
比較化合物１とは同程度であることが確認できた。すなわち、本発明の化合物Ｎｏ．３、
Ｎｏ．６及びＮｏ．９は、耐熱性で比較化合物１～３より優れ、光吸収の急峻性で比較化
合物１と同程度であり、比較化合物２及び３より優れる。
【００８０】
［実施例４］光学フィルターＮｏ．１～Ｎｏ．３の製造
　下記の配合にて粘着剤溶液（塗工液１～３）を調製し、１００μｍ厚のポリエチレンテ
レフタレートフィルム上に、該粘着剤溶液を厚さ２００μｍのスリットコーターを使用し
て塗布し、１００℃、１０分間乾燥した後、塗布面に厚さ１ｍｍのガラスを張り合わせ、
粘着層に色調補正剤を含有した光学フィルターＮｏ．１～Ｎｏ．３を製造した。
＜配合＞
（塗工液１）
０．５質量％の化合物Ｎｏ．３のエチルメチルケトン溶液　　　　　　０．２　質量部
アクリル系粘着剤（デービーボンド５５４１：ダイアボンド社製）　　５　　　質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９９質量部
（塗工液２）
０．５質量％の化合物Ｎｏ．６のエチルメチルケトン溶液　　　　　　０．２　質量部
アクリル系粘着剤（デービーボンド５５４１：ダイアボンド社製）　　５　　　質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９９質量部
（塗工液３）
０．５質量％の化合物Ａのエチルメチルケトン溶液　　　　　　　　　０．２　質量部
アクリル系粘着剤（デービーボンド５５４１：ダイアボンド社製）　　５　　　質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９９質量部
【００８１】
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【化１４】

【００８２】
［比較例１］比較用光学フィルター１～３の製造
　下記の配合にて比較用粘着剤溶液（比較用塗工液１～３）を調製し、１００μｍ厚のポ
リエチレンテレフタレートフィルム上に、該粘着剤溶液を厚さ２００μｍのスリットコー
ターを使用して塗布し、１００℃、１０分間乾燥した後、塗布面に厚さ１ｍｍのガラスを
張り合わせ、粘着層に色調補正剤を含有した比較用光学フィルター１～３を製造した。
＜配合＞
（比較用塗工液１）
０．２５質量％の比較化合物１のエチルメチルケトン溶液　　　　　　　０．４　質量部
アクリル系粘着剤（デービーボンド５５４１：ダイアボンド社製）　　　５　　　質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９９質量部
（比較用塗工液２）
０．２５質量％の比較化合物２のエチルメチルケトン溶液　　　　　　　０．４　質量部
アクリル系粘着剤（デービーボンド５５４１：ダイアボンド社製）　　　５　　　質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９９質量部
（比較用塗工液３）
０．５質量％の比較化合物３のエチルメチルケトン溶液　　　　　　　　０．２　質量部
アクリル系粘着剤（デービーボンド５５４１：ダイアボンド社製）　　　５　　　質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９９質量部
【００８３】
［評価例２］光学フィルターの耐熱性評価
　上記実施例４及び比較例１で得た光学フィルターについて、光学フィルター形成直後の
吸収スペクトルを日本分光社製紫外可視近赤外分光光度計Ｖ－５７０で測定し、λｍａｘ
及び半値幅の測定を行った。また、下記条件による耐熱性試験を行った後のλｍａｘにお
ける透過率（耐熱性試験後の透過率）と耐熱性試験前の透過率を測定し、その比「（１０
０－耐熱性試験後の透過率／１００－耐熱性試験前の透過率）×１００（％）」を算出し
て、光学フィルターの耐熱性（％）とした。結果を表２に示す。
（耐熱性試験）
　光学フィルターを８０℃恒温槽中で５０時間加熱した。
【００８４】
【表２】

【００８５】
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　上記表２から、本発明の光学フィルターである光学フィルターＮｏ．１～３は、比較用
光学フィルター１～３よりも耐熱性に優れることが確認できた。また、半値幅は比較用光
学フィルター１と同程度かわずかに広く、比較用光学フィルター２及び３よりも小さいこ
とが確認できた。
【００８６】
［評価例３］光学フィルターの耐光性評価
　上記実施例４で得られた光学フィルターＮｏ．１～Ｎｏ．３について、下記条件による
耐光性試験を行い、評価例２と同様の方法によって、下記条件による耐光性試験を行った
後のλｍａｘにおける吸光度（耐光性試験後の吸光度）と耐光性試験前の吸光度を測定し
、その比「（耐光性試験後の吸光度／耐光性試験前の吸光度）×１００（％）」を算出し
て、光学フィルターの耐光性（％）とした。結果を表３に示す。
（耐光性試験）
　光学フィルターに対し、キセノン光源の５５０００ルクスの光を５０時間照射した。
【００８７】

【表３】

【００８８】
　上記表３から、本発明に係る化合物同士を対比すると、化合物Ｎｏ．３及び化合物Ｎｏ
．６を色調補正剤として使用した光学フィルターは、化合物Ａを色調補正剤として使用し
た光学フィルターより耐光性が良好であることが確認できた。
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